R
Classe FX ~ :IIRE::)SIEI:II.UC?ARE
de Baixo Fluxo

Uma nova geracao de dialisadores de Baixo Fluxo com
clearences difusivas optimizadas

A nova Classe FX de Baixo Fluxo possui todas as vantagens inerentes a reconhecida Classe FX,
associada a uma nova membrana
Helixone? de Baixo Fluxo.

A membrana Helixone? é produzida com recurso a Nanotecnologia (Nano Controlled Spinning
Technology, NCS?) a qual permite obter uma estrutura e uma distribuicdo dos poros excepcionalmente
bem definidas.

Através da Nanotecnologia foi possivel um aumento do didmetro médio dos poros e uma distribuicdo
mais uniforme dos mesmos (comparativamente a série HPS).

O aumento do numero de poros por m2 associado a reduzida espessura da membrana Helixone?
traduz-se numa melhoria significativa da depurag@o das moléculas de baixo peso molecular.
Resultado: é possivel obter melhores performances com dialisadores de superficie inferior.
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F8HPS - Ko [ml/(min x m2)] FX8 - Ko [ml/(min x m2)]
Vit B12 - 91 Vit Bl — 126"
Fosfatos e 213 Fosfatos 24
Creatinina i 309° Croatining  — 122"
Ureia 420° Ureia - s omaan 624*

* Performance (K,) por m? de superficie



Caracteristicas Técnicas

‘ FX5 ‘ FX8 ‘ FX10

Coeficiente de Ultrafiltrac&o {mlfh x mmHg) 8 12 14
Clearence: Qg 200 mlfmin
Ureia 180 191 193
Creatining 165 178 181
Fosfato 141 160 170
Yitarina Bz an 1a7 141
Clearence: Qg 300 mlfmin
Ureia 228 254 261
Creatining 200 225 231
Fosfato 164 194 210
Yitamina Bz a4 120 138
Clearence: Qg 400 mlfmin
Lreia 293 303
Creatining 252 260
Fosfato 213 233
“itamina Bz 126 146
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A= performances in vitro foram obtidas com Ge= 500 mifmin; G = 0 mifmin; T= 37%C (EM1283)
Oz coeficiertes de ultrsfitragdo forsm medidos usando sanoue humano, Hot = 32%, conteddo de proteinas de 5%

superficie (m2) 1.0 1.4 1.8
Espessura da parede f didmetra interna {pm) 351845 351845 35M1845
“olume de priming {ml) a4 74 85
taterial da membrana r%:
Material da invalucro Faoliprapilenao
Composto de fixacéo Foliuretano
hetodo de Esterilizacao “apor IMLINE
Aplicacio HO




